
光刻加工工厂 福建光刻 半导体微纳加工公司

产品名称 光刻加工工厂 福建光刻 半导体微纳加工公司

公司名称 广东省科学院半导体研究所

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区长兴路363号

联系电话 15018420573 15018420573

产品详情

微纳光刻加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导
体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，
从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

光刻是将掩模版上的图形转移到涂有光致抗蚀剂（或称光刻胶）的衬底上，通过一系列生产步骤将硅片
表面薄膜的特定部分除去的一种图形转移技术。光刻技术是借用照相技术、平板印刷技术的基础上发展
起来的半导体关键工艺技术。

光刻胶供应商与客户粘性大；一般情况下，为了保持光刻胶供应和效果的稳定，下游客户与光刻胶供应
商一旦建立供应关系后，不会轻易更换。通过建立反馈机制，满足个性化需求，光刻胶供应商与客户的
粘性不断增加。后来者想要加入到供应商行列，往往需要满足比现有供应商更高的要求。所以光刻胶行
业对新进入者壁垒较高。通常光刻胶等微电子化学品不仅品质要求高，而且需要多种不同的品类满足下
游客户多样化的需。如果没有规模效益，供应商就无法承担满足髙品质多样化需求带来的开销。因此，
品种规模构成了进入该行业的重要壁垒。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

微纳光刻加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，光刻服务，主
要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，福建光刻，立足于广东省经济
社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术
开发。

光刻胶旋转速度，速度越快，厚度越薄；

不同波长的光刻光源要求截然不同的光刻设备和光刻胶材料。在20世纪80年代，光刻加工工厂，半导体
制成的主流工艺尺寸在1.2um(1200nm)至0.8um(800nm)之间。那时候波长436nm的光刻光源被普遍使用。
在90年代前半期，随着半导体制程工艺尺寸朝0.5um（500nm）和0.35um（350nm）演进，光刻价格，光
刻开始采用365nm波长光源。436nm和365nm光源分别是高压灯中能量较高，波长较短的两个谱线。高压



灯技术成熟，因此较早被用来当作光刻光源。使用波长短，能量高的光源进行光刻工艺更容易激发光化
学反应、提高光刻分别率。 

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

微纳光刻加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导
体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，
从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的混合液体。

光刻涂胶四周呈现放i射性条纹，主要可能的原因是光刻胶有颗粒、衬底未清洗干净，表面有颗粒、滴胶
后精致时间过长，部分光刻胶固话，解决的方法主要有更换光刻胶，使用新的光刻胶涂胶来测试一下、
将衬底再清洗一次再涂胶、滴胶后马上旋涂，以免光刻胶有所固化

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

光刻加工工厂-福建光刻-半导体微纳加工公司由广东省科学院半导体研究所提供。广东省科学院半导体
研究所是一家从事“深硅刻蚀,真空镀膜,磁控溅射,材料刻蚀,紫外光刻”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“半导体”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使半导体研究所在电子、电工产品加工中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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